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Аннотация 

Целью данной работы являлось измерение шунтового сопротивление 

антенного контура высокочастотного источника плазмы. Исследуемый 

источник плазмы предназначен для использования в поверхностно-

плазменном источнике отрицательных ионов. Для получения требуемого 

пучка ионов необходимо тщательно согласовать параметры всех входящих в 

источник отрицательных ионов элементов. В том числе необходимо знать 

характеристики газоразрядной плазмы, создаваемой в источнике плазмы. Для 

этого помимо полной энергии, подаваемой на источник плазмы, необходимо 

знать её тепловые потери, то есть определить шунтовое сопротивление 

антенного контура. В результате было измерено шунтовое сопротивление с 

относительной погрешностью 2,4 %. 
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